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(57) Hauptanspruch: Auffiill-Apparatur fiir Immersionsflls-
sigkeiten zur Verwendung bei der Inspektion von Wafer-Ritz-
Linien, wobei die Aufflll-Apparatur fir Immersionsfliissigkei-
ten umfasst:

ein Gehause umfassend ein oberes Gehauseteil, ein beziig-
lich der Position dem oberen Geh&duseteil entsprechendes,
unteres Gehauseteil sowie ein seitliches Gehauseteil, das
sich von einem Rand des oberen Gehduseteils zu einem
Rand des unteren Gehéauseteils erstreckt, wobei das obere
Gehauseteil mittig mit einer ersten Durchgangsoéffnung und
das untere Gehauseteil mittig mit einer zweiten Durchgangs-
bohrung versehen sind;

eine Abdeckung, welche fest an dem Gehause befestigt ist
und angepasst ist, das obere Gehauseteil abzudecken, wo-
bei ein erster Spalt zwischen Abdeckung und oberem Ge-
hauseteil gebildet ist, wobei die Abdeckung eine dritte Durch-
gangso6ffnung und ein erstes Rohr aufweist, welches an ei-
ner Seite der Abdeckung befestigt ist, wobei die dritte Durch-
gangso6ffnung sich im Kontakt mit der ersten Durchgangsoff-
nung befindet, wobei die dritte Durchgangsoffnung gréRer ist
als die erste Durchgangso6ffnung und so angepasst ist, die
erste Durchgangsoffnung zu Uberdecken, wobei das erste
Rohr eine erste Endéffnung, welche aus der Abdeckung her-
aus ragt, und eine zweite Endoffnung aufweist, welche sich
zum ersten Spalt erstreckt;

eine transparente Platte, welche fest am oberen Gehause-
teil angebracht ist, angepasst ist, die erste Durchgangsoff- \ e
nung abzudecken, und kleiner als die dritte Durchgangsoff- S — e 20
nung ist, wobei ein zweiter Spalt zwischen der transparenten / \ ,
Platte und der dritten Durchgangso6ffnung gebildet ist; 51 /
einen Film, der aus Immersionsflissigkeit und auf der trans- 501 f 1 N g 50
parenten Platte gebildet ist, um die transparente Platte ab- 3 4 1 512
zudecken; zf' 50
einen zylindrischen Speicherbehalter, welcher am seitlichen 7
Gehauseteil befestigt ist und iber einen Aussparungsbe- 231
reich und ein zweites Rohr verfligt, wobei die Abdeckung

sich bis zu einer inneren seitlichen Seite des Aussparungs-

bereichs erstreckt, wohingegen das zweite Rohr eine Bo-

denseite des Aussparungsbereichs durchstdRt und sich aus )
dem zylindrischen Speicherbehélter heraus erstreckt. 12 121
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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Auffill-Ap-
paraturen fir Immersionsflissigkeiten sowie Inspek-
tionsmaschinen fir Wafer-Ritz-Linien mit jeweils Auf-
full-Apparaturen fiir Immersionsflissigkeiten, insbe-
sondere auf eine Aufflll-Apparatur flir Immersions-
flissigkeiten mit einem ersten Rohr, einem zweiten
Rohr sowie einem zylindrischen Speicherbehélter so-
wie eine Inspektionsmaschine fur Wafer-Ritz-Linien
mit einer Auffill-Apparatur flr Immersionsflissigkei-
ten.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Was die Halbleiter-Fertigungsindustrie be-
trifft sind die Gesamtergebnisse der Wafer-Inspekti-
on stark mit der Gesamtqualitdt und dem Image von
Unternehmen der Halbleiterindustrie verbunden. Je-
doch wird die Inspektion der Wafer-Ritz-Linien an ei-
nem Wafer hauptséchlich von oben durchgefihrt und
ist somit nicht in der Lage, Defekte an der Unterseite
der Wafer zu detektieren.

[0003] Bei dem Versuch ebenfalls die Unterseite der
Wafer zu untersuchen, erfahren die meisten Inspek-
tionsmaschinen fir Wafer-Ritz-Linien die Problema-
tik, dass die Bilder unscharf bleiben, da die Defek-
te durch das Dicing-Tape (Vereinzelungsband) ver-
deckt werden, welches sich an der Wafer-Unterseite
befindet. Im Zuge dieser Problematik haben die Er-
finder der hier offengelegten Erfindung im Jahr 2012
das Taiwanesische Patent 101147513 eingereicht,
welche eine Immersionsflissigkeit angibt, die es er-
moglicht, dass Lichtstrahlen leichter das Dicing-Tape
durchdringen und somit eine Struktur und ein Verfah-
ren zur effizienten Inspektion des Wafer-Scribing er-
offnet, bei der der Lichtstrahl das Dicing-Tape von un-
ten her durchdringt und es so vereinfacht, die Wafer-
Unterseite zu untersuchen.

[0004] Allerdings nimmt die Immersionsflissigkeit
fir den Gebrauch mit dem vorher vorgestellten In-
spektionsverfahren bzw. Struktur mit der Zahl an
durchgefiihrten Inspektionen ab. Daher ist es not-
wendig, eine effektive Auffull-Apparatur und -Verfah-
ren zu entwickeln, um dadurch die Bildqualitat der In-
spektionen der Wafer-Ritz-Linien zu stabilisieren und
Uberschuissige Immersionsflissigkeit abzufihren.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt eine Auffull-
Apparatur fur Immersionsflissigkeiten, ein Auffill-
Verfahren und eine Inspektionsmaschine fir Wa-
fer-Ritz-Linien mit einer Auffull-Apparatur fir Immer-
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sionsflissigkeiten bereit. Die Auffull-Apparatur fir
Immersionsflissigkeiten umfasst ein Gehause, ei-
ne Abdeckung, eine transparente Platte, einen Film
und einen zylindrischen Speicherbehalter und ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine Immersionsflis-
sigkeit Uber ein erstes Rohr der Abdeckung zuge-
fuhrt wird und Uber ein zweites Rohr des zylindri-
schen Speicherbehélters wieder entsorgt wird. Die
Auffull-Methode fir Immersionsflissigkeiten umfasst
die Schritte der Bereitstellung einer Auffill-Apparatur
fur Immersionsflissigkeiten, die Zufuhr einer Immer-
sionsflissigkeit, die Bildung eines Films und die Ent-
sorgung der Immersionsflissigkeit. Gemal} der vor-
liegenden Erfindung gewahrleistet eine Inspektions-
maschine fir Wafer-Ritz-Linien mit Auffill-Apparatur
fur Immersionsflissigkeiten, dass wéhrend des Pro-
zesses der Wafer-Inspektion stets ausreichend Im-
mersionsflussigkeit zur Verfligung steht, um einen
Film bilden zu kénnen, und dass Uberschissige Im-
mersionsflissigkeit entsorgt wird.

[0006] Die vorgestellte Erfindung stellt eine Auf-
full-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten zur Ver-
wendung bei der Wafer-Ritz-Linien-Inspektion be-
reit. Die Aufflill-Apparatur fur Immersionsflissigkei-
ten umfasst ein Gehause mit einem oberen Gehause-
teil, einem hinsichtlich der Position dem oberen Ge-
hauseteils entsprechenden, unteren Gehauseteil und
einem seitlichen Gehauseteil, welches sich von ei-
nem Rand des oberen Geh&duseteils zu einem Rand
des unteren Gehauseteils erstreckt, wobei das obere
Gehduseteil zentral mit einer ersten Durchgangsoff-
nung versehen ist und das untere Gehauseteil zen-
tral mit einer zweiten Durchgangséffnung versehen
ist, eine Abdeckung, welche fest mit dem Geh&u-
se verbunden ist und geeignet ist, das obere Ge-
hauseteil abzudecken, wobei ein erster Spalt zwi-
schen Abdeckung und oberem Gehéuseteil ausgebil-
det ist, wobei die Abdeckung eine dritte Durchgangs-
offnung und ein erstes Rohr aufweist, welches an
der Seite der Abdeckung angebracht ist, wobei die
dritte Durchgangsoéffnung mit der ersten Durchgangs-
offnung in Verbindung steht, wobei die dritte Durch-
gangsoffnung grélRer als die erste Durchgangsoff-
nung ist und angepasst ist, die erste Durchgangsoff-
nung zu Uberdecken, wobei das erste Rohr eine ers-
te Endéffnung aufweist, welche sich Uber die Abde-
ckung hinaus erstreckt, und eine zweite Endéffnung,
welche sich bis zum ersten Spalt erstreckt, eine trans-
parente Platte, welche fest mit dem oberen Gehau-
seteil verbunden ist, angepasst ist, die erste Durch-
gangso6ffnung zu Uberdecken und kleiner als die dritte
Durchgangsoffnung ist, wobei ein zweiter Spalt zwi-
schen der transparenten Platte und der dritten Durch-
gangséffnung gebildet wird, einen Film, der aus einer
Immersionsflissigkeit gebildet ist, und zwar auf der
transparenten Platte, um diese zu verdecken, und ei-
nen zylindrischen Speicherbehélter, welcher am seit-
lichen Gehdauseteil befestigt ist und einen Ausspa-
rungsbereich und ein zweites Rohr aufweist, wobei
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sich die Abdeckung bis zu einer inneren, seitlichen
Seite des Aussparungsbereichs erstreckt, wohinge-
gen das zweie Rohr eine Bodenseite des Ausspa-
rungsbereichs durchsté3t und sich aus dem zylindri-
schen Speicherbehalter erstreckt.

[0007] Ferner stellt die gegenwartige Erfindung eine
Inspektionsmaschine fiir Wafer-Ritz-Linien mit einer
Auffull-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten bereit.
Die Inspektionsmaschine fir Wafer-Ritz-Linien um-
fasst die oben genannte Aufflll-Apparatur fir Immer-
sionsflissigkeiten und ein Objektiv-Modul, das an der
Inspektionsmaschine fir Wafer-Ritz-Linien angeord-
net ist und mit dieser einen einstellbaren Fokus auf-
weist und das angepasst ist, durch die zweite Durch-
gangsoffnung zu passen und das in einem gewis-
sem Abstand zur ersten Durchgangso6ffnung der Auf-
full-Apparatur fir Immersionsfliissigkeiten beabstan-
det ist.

[0008] Dartiber hinaus wird ein Verfahren zum Auf-
fullen von Immersionsflissigkeiten fir den Gebrauch
bei der Inspektion von Wafer-Ritz-Linien vorgestellt,
welches die Schritte umfasst: Bereitstellen einer Auf-
full-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten, wobei die
Auffull-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten ein Ge-
hause, eine Abdeckung, einen zylindrischen Spei-
cherbehalter sowie eine transparente Platte umfasst,
wobei das Gehéause ein oberes Gehauseteil, ein un-
teres Gehdauseteil und ein seitliches Gehduseteil um-
fasst, wobei das obere Gehauseteil mittig mit einer
ersten Durchgangso6ffnung, das untere Gehauseteil
mittig mit einer zweiten Durchgangséffnung verse-
hen ist und die Abdeckung fest am Gehause befes-
tigt ist, um das obere Gehauseteil zu bedecken, wo-
bei ein erster Spalt zwischen Abdeckung und obe-
rem Gehdauseteil gebildet wird, wobei die Abdeckung
eine dritte Durchgangséffnung und ein erstes Rohr
aufweist, wobei die dritte Durchgangséffnung in Ver-
bindung mit der ersten Durchgangséffnung steht und
gréRer als die erste Durchgangséffnung ist, um die
erste Durchgangséffnung zu bedecken, wobei das
erste Rohr eine erste Endéffnung, welche sich aus
der Abdeckung heraus erstreckt, und eine zweite
Endoéffnung umfasst, die sich zum ersten Spalt er-
streckt, wobei der zylindrische Speicherbehalter am
seitlichen Gehauseteil befestigtist und einen Ausspa-
rungsbereich und ein zweites Rohr aufweist, wobei
die Abdeckung sich zu einer inneren seitlichen Seite
des Aussparungsbereichs erstreckt, wobei das zwei-
te Rohr eine Bodenseite des Aussparungsbereichs
durchstof3t und sich aus dem zylindrischen Speicher-
behalter heraus erstreckt, wobei die transparente
Platte fest mit dem oberen Geh&auseteil verbunden ist
und angepasst ist, um die erste Durchgangséffnung
abzudecken, und kleiner ist als die dritte Durchgangs-
Offnung ist, wobei ein zweiter Spalt zwischen trans-
parenter Platte und dritter Durchgangsoéffnung ge-
bildet wird, Zufiihren von Immersionsflissigkeit von
dem ersten Rohr, so dass die Immersionsflissigkeit
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Uber den zweiten Spalt auf die transparente Platte
flieRt, Bilden eines Films aus der Immersionsflissig-
keit und auf der transparenten Platte, um die trans-
parente Platte zu bedecken, und Abfiihren der Im-
mersionsflussigkeit, wobei die Immersionsflissigkeit
vom oberen Gehdauseteil in den Aussparungsbereich
transportiert wird und dann vom zylindrischen Spei-
cherbehalter Gber das zweite Rohr entsorgt wird.

[0009] Die Umsetzung der vorliegenden Erfindung
beinhaltet wenigstens folgende erfinderische Schrit-
te:
1. Herstellung und Installation der Apparatur kén-
nen schnell, einfach und zu niedrigen Kosten be-
werkstelligt werden.
2. Ausreichend Immersionsflissigkeit ist zur Ver-
wendung bei der Wafer-Ritz-Linien-Inspektion
verfligbar, um einen Films zu bilden.
3. Uberschiissige Immersionsfliissigkeit kann oh-
ne Beeintrachtigung des Betriebs oder des Ergeb-
nisses problemlos abgefiihrt werden.

[0010] Im Folgenden werden die Eigenschaften und
Vorteile der vorliegenden Erfindung mit Verweis auf
die bevorzugten Ausfuhrungsbeispiele im Detail er-
ldutert werden. Die detaillierte Beschreibung dient
dazu, dem Fachmann zu ermdglichen, einen Einblick
in die hier beschriebenen technischen Inhalte zu ge-
wahren und die vorliegende Erfindung entsprechend
umzusetzen. Insbesondere kann ein Fachmann an-
hand der Offenbarung der Beschreibung, der Pa-
tentanspriiche und der zugehérigen Zeichnungen die
Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung zu
verstehen.

KURZBESCHREIBUNG DER VERSCHIEDENEN
ANSICHTEN DER ZEICHNUNGEN

[0011] Die Erfindung und eine bevorzugte Form der
Verwendung, weiteren Ziele und Vorteile davon wer-
den am leichtesten mit Verweis auf die folgenden de-
taillierte Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen im
Zusammenhang mit den beigefligten Zeichnungen
zu verstehen sein, wobei

[0012] Fig. 1 eine Querschnittansicht einer Auffill-
Apparatur fur Immersionsflissigkeiten gemaf der
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist,

[0013] Fig. 2 eine schematische Querschnittansicht
des Flusses einer Immersionsflissigkeiten in einer
Aufflall-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten geman
der Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung ist,

[0014] Fig. 3 eine schematische Querschnittansicht
einer Inspektionsmaschine fir Wafer-Ritz-Linien mit
einer Auffiill-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten
ist, wobei ein zu inspizierender Wafer durch ein Di-
cing-Tape hindurch untersucht wird, und zwar gemaf
der Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung,
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[0015] Fig. 4 eine schematische Querschnittansicht
einer, mit einer Basis gekoppelten Inspektionsma-
schine flur Wafer-Ritz-Linien mit einer Auffull-Appa-
ratur flr Immersionsflissigkeiten gemaf der Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist,

[0016] Fig. 5 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Auffullen von Immersionsfliissigkeiten ist, wie
sie bei der Inspektion flr Wafer-Ritz-Linien benutzt
wird, und wobei

[0017] Fig. 6 eine schematische Abbildung der
Flussrichtung einer Immersionsfliissigkeit geman der
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
AUSFUHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0018] Entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2 um-
fasst eine Auffill-Apparatur fir Immersionsfliissigkei-
ten 100 gemal der vorliegenden Erfindung ein Ge-
hause 10, eine Abdeckung 20, eine transparente
Platte 30, einen Film 40 sowie einen zylindrischen
Speicherbehalter 50.

[0019] GemaR den Fig. 1 bis Fig. 4 umfasst das
Gehause 10 ein oberes Gehauseteil 11, ein unteres
Gehauseteil 12, welches bezliglich der Position dem
oberen Gehauseteil 11 entspricht, und ein seitliches
Gehauseteil 13, das sich von dem duferen Rand des
oberen Gehauseteils 11 zu dem auReren Rand des
unteren Gehauseteils 12 erstreckt. Das obere Ge-
hauseteil 11 ist mittig mit einer ersten Durchgangs-
offnung 111 versehen. Das untere Gehauseteil 12
ist mittig mit einer zweiten Durchgangso6ffnung 121
versehen. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
Form des Gehauses 10 beschrankt. In dieser Ausfiih-
rung hat das Gehause 10 einen fassdhnlichen hohlen
Kern.

[0020] GemaR Fig. 1 bis Fig. 4 ist die Abdeckung
20 fest an das Gehause 10 angebracht und ange-
passt, um das obere Gehauseteil 11 des Gehauses
10 abzudecken. Die Abdeckung 20 ist nicht dicht
an die Oberseite des oberen Gehauseteils 11 ange-
bracht, da ein erster Spalt 21 zwischen der Abde-
ckung 20 und der Oberseite des oberen Gehause-
teils 11 angeordnet ist. Die Abdeckung 20 weist eine
dritte Durchgangséffnung 22 auf. Ein erstes Rohr 23
ist an einer Seite der Abdeckung 20 angebracht. Die
dritte Durchgangséffnung 22 steht in Verbindung mit
der ersten Durchgangso6ffnung 111. Die dritte Durch-
gangsoffnung 22 ist gréRer als die erste Durchgangs-
6ffnung 111 und berdeckt die erste Durchgangsoff-
nung 111. Das erste Rohr 23 ist an eine Seite der Ab-
deckung 20 gekoppelt und besitzt eine erste Endoff-
nung 231, die sich aus der Abdeckung 20 heraus er-
streckt, und eine zweite Endéffnung, die sich bis zum
ersten Spalt 21 erstreckt.
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[0021] Eine Immersionsflissigkeit, welche aus einer
Quelle auRerhalb der Aufflll-Apparatur flr Immersi-
onsflissigkeiten 100 gespeist wird, wird unter Druck
oder mit Fihrung zu der ersten Endoffnung 231 des
ersten Rohrs 23 geliefert und zu dem ersten Spalt 21
Uber die zweite Enddffnung 232 des ersten Rohrs 23
beférdert.

[0022] GemaR der Fig. 1 bis Fig. 4 ist die trans-
parente Platte 30 fest mit dem oberen Gehauseteil
11 verbunden und angepasst, die die erste Durch-
gangsoffnung 111 des oberen Gehauseteils 11 abzu-
decken. Die transparente Platte 30 ist kleiner als die
dritte Durchgangsoéffnung 22 der Abdeckung 20 und
bildet zusammen mit der dritten Durchgangséffnung
22 einen zweiten Spalt 31. Die Immersionsfliissigkeit
flieRt von dem ersten Spalt 21 zum zweiten Spalt 31
und bedeckt die transparente Platte 30.

[0023] Gemal den Fig. 1 bis Fig. 4 bildet sich auf
der transparenten Platte 30 ein Film 40 aus Immersi-
onsflissigkeit, der die transparente Platte 30 benetzt.
Die transparente Platte 30 ist nahtlos mit dem Film
40 bedeckt.

[0024] GemaR Fig. 1 bis Fig. 4 ist der zylindrische
Speicherbehalter 50 am seitlichen Gehauseteil 13
befestigt und umschlief3t einen Teil des seitlichen Ge-
hauseteils 13. Der zylindrische Speicherbehalter 50
weist einen Aussparungsbereich 51 und ein zweites
Rohr 52 auf. Der Aussparungsbereich 51 besitzt eine
innere seitliche Seite 511. Die Position des zylindri-
schen Speicherbehélters 50 relativ zur Abdeckung 20
ermoglicht der Abdeckung, sich zu der inneren seit-
lichen Seite 511 des Aussparungsbereichs 51 zu er-
strecken. Infolgedessen wird, nachdem auf der trans-
parenten Platte 30 der Film 40 gebildet worden ist, die
Uberschissige Immersionsflissigkeit durch die Ab-
deckung 20 geleitet und in den Aussparungsbereich
51 abgegeben.

[0025] Gemal den Fig. 1 bis Fig. 4 und bezglich
des zylindrischen Speicherbehalters 50 durchstofit
das zweite Rohr 52 eine Bodenseite 512 des Aus-
sparungsbereichs 51 und erstreckt aus dem zylin-
drischen Speicherbehalter 50 heraus. Die Immersi-
onsflissigkeit im Aussparungsbereich wird Uber das
zweite Rohr 52 aus dem zylindrischen Speicherbe-
halter 50 entsorgt.

[0026] Gemal den Fig. 1 bis Fig. 4 wird die Immer-
sionsflissigkeit, welche aus einer Quelle aufierhalb
der Auffiill-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten 100
stammt, Uber das erste Rohr 23 zur transparenten
Platte 30 gefiihrt und bildet auf der transparenten
Platte 30 einen Film 40. Uberschiissige Immersions-
flissigkeit wird von der transparenten Platte 30 und
der Abdeckung 20 in den Aussparungsbereich 51 des
zylindrischen Speicherbehalters 50 transportiert und
dann aus der Auffill-Apparatur fir Immersionsflis-
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sigkeiten 100 Uber das zweite Rohr 52 abgegeben.
Damit wird nicht nur die Immersionsflissigkeit auf-
gefillt, sondern Uberschissige Immersionsflissigkeit
wird ebenfalls reibungslos entsorgt.

[0027] Gemal der Fig. 3 umfasst eine Inspekti-
onsmaschine fir Wafer-Ritz-Linien 300 mit Aufflll-
Apparatur fur Immersionsflissigkeiten 100 entspre-
chend der Ausflihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung die Auffill-Apparatur fiir Immersionsflissigkei-
ten 100 und ein Objektiv-Modul 60.

[0028] Gemal der Fig. 3 ist die Auffill-Apparatur fur
Immersionsflissigkeiten 100 oben beschrieben und
wird im Folgenden aus Griinden der Knappheit nicht
erneut beschrieben werden.

[0029] Gemal der Fig. 3 ist das Objektiv-Modul 60
ein Mikroskop-Modul oder ein fotographisches Mikro-
skop-Modul fiir die Durchfiihrung komplexer Inspek-
tionen und Aufnahme von graphischen Daten der In-
spektion fur eine spatere Verwendung. Das Objektiv-
Modul ist an der Inspektionsmaschine fir Wafer-Ritz-
Linien 300 befestigt und fokussiert einstellbar mit die-
ser und durchdringt die zweite Durchgangséffnung
121 des unteren Gehauseteils 12. Das Objektiv-Mo-
dul 60 ist in einem Abstand 61 von der ersten Durch-
gangsbohrung 111 beabstandet, um die Fokussier-
einstellung oder die automatische Feinabstimmung,
die von dem Objektiv-Modul wahrend empfindlicher
Inspektionsprozesse durchgefiihrt wird, zu ermaégli-
chen.

[0030] Gemal Fig. 4 umfasst die Inspektionsma-
schine fur Wafer-Ritz-Linien 300 zusatzlich eine Ba-
sis 90. Die Basis 90 ist an dem unteren Gehauseteil
13 der Aufflll-Apparatur fir Immersionsfliissigkeiten
100 befestigt und ermdglicht es der Inspektionsma-
schine fir Wafer-Ritz-Linien 300 an einem Ort fixiert
zu werden. die Aufflll-Apparatur fir Immersionsfliis-
sigkeiten 100 fest zu fixieren. Die Basis 90 ist ein Teil
einer grofden Inspektionsmaschine und dient dazu,
die Inspektionsmaschine fiir Wafer-Ritz-Linien 300 in
der groRen Inspektionsmaschine fir die Inspektion zu
fixieren.

[0031] GemalR Fig. 3 und Fig. 4 wird ein zu untersu-
chender Wafer 70 auf dem Film 40 platziert und der
Film 40 ist in engem Kontakt mit dem Dicing-Tape
80 des zu untersuchenden Wafers 70. Nachdem al-
so der Film 40 auf der Inspektionsmaschine fiir Wa-
fer-Ritz-Linien 300 in engen Kontakt mit dem Dicing-
Tape 80 des zu untersuchenden Wafers 70 gekom-
men ist, durchdringen Lichtstrahlen das Dicing-Tape,
um somit der Inspektionsmaschine fir Wafer-Ritz-Li-
nien 300 zu ermdglichen, eine prazise Inspektion und
Abbildung der Wafer-Ritz-Linien des zu untersuchen-
den Wafers 70 trotz des sich dazwischen befindlichen
Dicing-Tapes 80 auszuflihren.
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[0032] Gemal Fig. 5 wird ein Flussdiagramm ei-
nes Verfahrens zum Auffiillen von Immersionsflissig-
keiten (S200) gemal der Ausfiihrungsform der vor-
liegenden Erfindung gezeigt. Gemal dieser Ausfiih-
rungsform umfasst der Prozessfluss des Verfahrens
zum Auffillen von Immersionsflissigkeiten (S200)
zur Verwendung bei der Inspektion von Wafer-Ritz-
Linien die folgenden Schritte: Bereitstellung einer
Auffall-Apparatur fur Immersionsflissigkeiten (Schritt
S10), Zufuhr der Immersionsflissigkeit (Schritt S20),
Bildung eines Films (Schritt S30) und Abgabe der Im-
mersionsflussigkeit (Schritt S40).

[0033] Gemal Fig. 5 wird beim Schritt der Bereit-
stellung einer Auffill-Apparatur fir Immersionsflis-
sigkeiten (Schritt S10) die Auffull-Apparatur fir Im-
mersionsfliissigkeiten 100, die in der vorher erwahn-
ten Ausfihrungsform beschrieben und in den Fig. 1
bis Fig. 4 illustriert worden ist, bereitgestellt.

[0034] Gemal Fig. 5 wird wahrend des Schritts der
Zufuhr der Immersionsflissigkeit (Schritt S20) die Im-
mersionsflissigkeit, welche aus einer Quelle aul3er-
halb der Aufflll-Apparatur fir Immersionsflissigkei-
ten stammt, unter Druck oder in einer gefiihrten Art
und Weise Uber das erste Rohr 23 zugefiihrt und
dann Uber den ersten Spalt 21 und den zweiten Spalt
31 zur transparenten Platte 30 beférdert, um die
transparente Platte 30 zu bedecken.

[0035] Gemal Fig. 5 bedeckt die Immersionsflis-
sigkeit wahrend des Schritts der Bildung eines Films
(Schritt S30) die transparente Platte 30 liickenlos und
bildet den Film 40, wobei sich der Film 40 in engem
Kontakt mit dem Dicing-Tape 80 des zu untersuchen-
den Wafers 70 befindet, sodass Lichtstrahlen das Di-
cing-Tape 80 durchdringen.

[0036] GemaR Fig. 5 wird im Schritt der Entsorgung
der Immersionsfliussigkeit (Schritt S40) Gberschissi-
ge Immersionsflissigkeit von der transparenten Plat-
te 30 und der Abdeckung 20 in den Aussparungs-
bereich 51 des zylindrischen Speicherbehalters 50
der Auffiill-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten 100
transportiert und dann von der Aufflll-Apparatur fir
Immersionsfliissigkeiten 100 (iber das zweite Rohr 52
in Verbindung mit dem Aussparungsbereich 51 rei-
bungslos entsorgt.

[0037] Gemal Fig. 5 ist bei der Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung das Verfahren zur Auffil-
lung von Immersionsflissigkeiten dadurch charakte-
risiert, dass nicht nur Gber das erste Rohr 23 Immersi-
onsflissigkeit aufgefillt und zugefihrt wird, sondern
auch Uberschuissige Immersionsflissigkeit Gber das
zweite Rohr 52 problemlos abgegeben wird.

[0038] Gemal Fig. 6 wird hinsichtlich der Auffill-Ap-
paratur fur Immersionsflissigkeiten 100 in der Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung bei der In-
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spektionsmaschine fur Wafer-Ritz-Linien 300 mit der
Auffull-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten 100 in
der Ausflhrungsform der vorliegenden Erfindung und
bei dem Verfahren zur Auffiillung von Immersions-
flissigkeiten (S200) in der Ausfiihrungsform der vor-
liegenden Erfindung Immersionsflissigkeit nicht nur
Uber das erste Rohr 23 zugeflhrt, an dem ersten
Spalt 21 und dem zweiten Spalt 31 vorbei geftihrt und
angepasst, um auf der transparenten Platte 30 den
Film 40 zu bilden, sondern es wird auch Uberfliissige
Immersionsflissigkeit von oberhalb der Abdeckung
20 in den Aussparungsbereich 51 des zylindrischen
Speicherbehalters 50 beférdert und dann Uber das
zweite Rohr 52 in Verbindung mit dem Aussparungs-
bereich 51 abgegeben.

[0039] In den zuvor beschriebenen Ausfiihrungs-
formen ist die Immersionsflissigkeit transparent
und verschiedene Immersionsfliissigkeiten mit un-
terschiedlichen Brechungsindices kbnnen verwendet
werden, um unterschiedlichen Anforderung der In-
spektion zu genligen.

[0040] Die vorliegende Erfindung offenbart entspre-
chend eine Auffill-Apparatur fir Immersionsflissig-
keiten, ein Verfahren zur Auffillung von Immersi-
onsfliissigkeiten sowie eine Inspektionsmaschine fir
Wafer-Ritz-Linien mit der Auffill-Apparatur fir Im-
mersionsflissigkeiten. Die Auffill-Apparatur fir Im-
mersionsfliissigkeiten flllt eine Immersionsflissigkeit
Uber ein erstes Rohr der Abdeckung ein und gibt Im-
mersionsfliissigkeit Uber ein zweites Rohr vom Bo-
den eines Reservoirs aus. Das Verfahren zur Auf-
fullung umfasst die Schritte der Bereitstellung einer
Auffill-Aparatur fur Immersionsflissigkeiten, Zuflh-
ren einer Immersionsflissigkeit, Bilden eines Films
und Abgabe der Immersionsflissigkeit. Die Produkti-
on und die Herstellung der Apparatur und das Verfah-
ren der Erfindung sind praktisch und kostenglinstig.
Wahrend des Prozesses der Inspektion von Wafer-
Ritz-Linien weist die Inspektionsmaschine fir Wafer-
Ritz-Linien mit Aufflll-Apparatur fir Immersionsfliis-
sigkeiten ausreichend Immersionsfliissigkeit auf, um
den Film zu bilden, und gibt Gberschissige Immersi-
onsflissigkeit ab.

[0041] Die oben beschriebenen Ausfiihrungsformen
sind lediglich dazu gedacht, das technisches Kon-
zept sowie die technischen Merkmale der vorliegen-
den Erfindung zu demonstrieren, um so den Fach-
mann dazu zu befahigen, die hier dargestellten In-
halte zu verstehen und zu implementieren. Es ist da-
her selbstverstandlich, dass die hier beschriebenen
Ausfihrungsformen nicht dazu dienen, den Schutz-
bereich der vorliegenden Erfindung einzuschranken.
Daher sollen alle gleichwertigen Anderungen oder
Modifikationen basierend auf dem vorgestellten Kon-
zept der vorliegenden Erfindung durch die folgenden
Patentanspriiche abgedeckt sein.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschliel3lich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA lbernimmt keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- Tw 101147513 [0003]
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Schutzanspriiche

1. Auffill-Apparatur fiur Immersionsflissigkeiten
zur Verwendung bei der Inspektion von Wafer-Ritz-
Linien, wobei die Aufflll-Apparatur fir Immersions-
flissigkeiten umfasst:
ein Gehduse umfassend ein oberes Gehauseteil, ein
bezlglich der Position dem oberen Gehauseteil ent-
sprechendes, unteres Gehauseteil sowie ein seitli-
ches Gehauseteil, das sich von einem Rand des obe-
ren Gehauseteils zu einem Rand des unteren Geh&u-
seteils erstreckt, wobei das obere Gehauseteil mittig
mit einer ersten Durchgangso6ffnung und das untere
Gehauseteil mittig mit einer zweiten Durchgangsboh-
rung versehen sind;
eine Abdeckung, welche fest an dem Gehause be-
festigt ist und angepasst ist, das obere Gehauseteil
abzudecken, wobei ein erster Spalt zwischen Abde-
ckung und oberem Geh&useteil gebildet ist, wobei die
Abdeckung eine dritte Durchgangsotffnung und ein
erstes Rohr aufweist, welches an einer Seite der Ab-
deckung befestigt ist, wobei die dritte Durchgangs-
offnung sich im Kontakt mit der ersten Durchgangs-
offnung befindet, wobei die dritte Durchgangsoffnung
gréer ist als die erste Durchgangsoéffnung und so
angepasst ist, die erste Durchgangsoéffnung zu ber-
decken, wobei das erste Rohr eine erste Endéffnung,
welche aus der Abdeckung heraus ragt, und eine
zweite Endoffnung aufweist, welche sich zum ersten
Spalt erstreckt;
eine transparente Platte, welche fest am oberen Ge-
huseteil angebracht ist, angepasst ist, die erste
Durchgangsoéffnung abzudecken, und kleiner als die
dritte Durchgangsoffnung ist, wobei ein zweiter Spalt
zwischen der transparenten Platte und der dritten
Durchgangséffnung gebildet ist;
einen Film, der aus Immersionsflissigkeit und auf der
transparenten Platte gebildet ist, um die transparente
Platte abzudecken;
einen zylindrischen Speicherbehalter, welcher am
seitlichen Gehauseteil befestigt ist und Uber einen
Aussparungsbereich und ein zweites Rohr verfiigt,
wobei die Abdeckung sich bis zu einer inneren seit-
lichen Seite des Aussparungsbereichs erstreckt, wo-
hingegen das zweite Rohr eine Bodenseite des Aus-
sparungsbereichs durchstéf3t und sich aus dem zy-
lindrischen Speicherbehalter heraus erstreckt.

2. Auffill-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten
nach Anspruch 1, wobei die Immersionsflissigkeit
Uber die erste Endéffnung eintritt und Gber die zweite
Endoéffnung wieder austritt.

3. Auffull-Apparatur fir Immersionsfliissigkeiten
nach Anspruch 1, wobei die Immersionsflissigkeit
von der transparenten Platte und der Oberseite der
Abdeckung in den Aussparungsbereich fliest.

4. Auffall-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten
nach Anspruch 1, wobei die Immersionsflissigkeit
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von dem zylindrischen Speicherbehélter Uber ein
zweites Rohr abgegeben wird.

5. Inspektionsmaschine flr Wafer-Ritz-Linien mit
Auffull-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten umfas-
send:
eine Aufflll-Apparatur fir Immersionsflissigkeiten
umfassend:
ein Gehduse umfassend ein oberes Gehduseteil, ein
bezlglich der Position dem oberen Gehauseteil ent-
sprechendes, unteres Gehauseteil sowie ein seitli-
ches Gehdauseteil, das sich von einem Rand des obe-
ren Gehauseteils zu einem Rand des unteren Geh&u-
seteils erstreckt, wobei das obere Gehaduseteil mittig
mit einer ersten Durchgangso6ffnung und das untere
Gehduseteil mittig mit einer zweiten Durchgangsboh-
rung versehen sind;
eine Abdeckung, welche fest an dem Gehause be-
festigt ist und angepasst ist, das obere Gehauseteil
abzudecken, wobei ein erster Spalt zwischen Abde-
ckung und oberem Gehduseteil gebildet ist, wobei die
Abdeckung eine dritte Durchgangséffnung und ein
erstes Rohr aufweist, welches an einer Seite der Ab-
deckung befestigt ist, wobei die dritte Durchgangs-
offnung sich im Kontakt mit der ersten Durchgangs-
6ffnung befindet, wobei die dritte Durchgangséffnung
gréler ist als die erste Durchgangséffnung und so
angepasst ist, die erste Durchgangséffnung zu tber-
decken, wobei das erste Rohr eine erste Endéffnung,
welche aus der Abdeckung heraus ragt, und eine
zweite Endoffnung aufweist, welche sich zum ersten
Spalt erstreckt;
eine transparente Platte, welche fest am oberen Ge-
hauseteil angebracht ist, angepasst ist, die erste
Durchgangsdéffnung abzudecken, und kleiner als die
dritte Durchgangsoffnung ist, wobei ein zweiter Spalt
zwischen der transparenten Platte und der dritten
Durchgangsoéffnung gebildet ist;
einen Film, der aus Immersionsflissigkeit und auf der
transparenten Platte gebildet ist, um die transparente
Platte abzudecken;
einen zylindrischen Speicherbehélter, welcher am
seitlichen Gehdauseteil befestigt ist und Uber einen
Aussparungsbereich und ein zweites Rohr verfiigt,
wobei die Abdeckung sich bis zu einer inneren seit-
lichen Seite des Aussparungsbereichs erstreckt, wo-
hingegen das zweite Rohr eine Bodenseite des Aus-
sparungsbereichs durchsté3t und sich aus dem zy-
lindrischen Speicherbehalter heraus erstreckt; und
ein Objektiv-Modul, welches fest an die Inspektions-
maschine fur Wafer-Ritz-Linien angebracht ist und
mit dieser einstellbar fokussiert sowie angepasst ist,
durch die zweite Durchgangso6ffnung zu passen und
in einem Abstand zur ersten Durchgangséffnung be-
abstandet zu sein.

6. Inspektionsmaschine flir Wafer-Ritz-Linien nach
Anspruch 5, weiterhin umfassend eine Basis, welche
am seitlich Gehauseteil befestigt und der Inspektions-
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maschine fur Wafer-Ritz-Linien ermdéglicht, ortlich fi-
xiert zu werden.

7. Inspektionsmaschine flir Wafer-Ritz-Linien nach
Anspruch 5, wobei der Film den zu untersuchenden
Wafer auf sich aufweist und in engem Kontakt mit ei-
nem Dicing-Tape des zu untersuchenden Wafers ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Bereitstellung einer Auffiill - Apparatur fiir Immersionsfliissigkeiten

l

Einspeisung einer Immersionsflissigkeit

|

Bildung eines Films

l

Entsorgung der Immersionsfliissigkeit

FIG.5
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